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Plenaris eloadas kivonata

Az atomi réteglevalasztas alkalmazasa a nanotechnologiaban
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Az elbadasban az atomi réteglevalasztds (ALD) torténete, jellemzdéi és lehetdségei
keriilnek bemutatasra. Az ALD egy gazfazisbol torténd vékonyréteg-levalasztasi modszer,
amely lehetdvé teszi egyenletes, konformalis bevonatok levalasztasat akar erdsen strukturalt
és pordzus hordozokon is, megnyitva ezzel az utat Ujszerli nanoanyagok szintéziséhez.
Szdmos sajat példan keresztiil keriil bemutatdsra, hogyan lehet ALD-vel kiilonb6z6
nanoszerkezeteket eldallitani.

Mag/héj WO3/TiO2, ZnO/TiO: és TiO2/ZnO nanoszalak és TiO2 nanocsdvek ALD-vel
¢s elektrosztatikus szalhtizassal torténd szintézisét végeztik el. Szol-gél ¢és ALD
alkalmazasaval PMMA/TiO2, SiO2/TiO2, SiO2/Zn0O, SiO2/Al;03 mag/héj nanorészecskék
késziiltek. ALD-vel bionanokompozitokat allitottunk eld, pl. TiO2 bevonatu lotuszleveleket
vagy Al203 bevonatu madartollakat. Szén nanoanyag (pl. Ceo, grafén-oxid, szén aerogél, szén
nanogémb) alapti nanokompozitokat is Kkészitettiink ALD-vel. Polimer (Kapton)/oxid
membranok is a kutatas részét képezték.

Az alkalmazéasok tobb teriiletet is érintettek: fotokatalizis, gdzérzékelés, részecske-
érzékelés, fotonikus kristalyok, nanofolyadékok. Az eldadasban az ALD-filmek elényeit és
hatranyait is bemutatjuk a kiilonb6z6 alkalmazasokban.



